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^y?^. Werkstoff. dar als Hauptbes- 

tandteil S.0, aufwaist. weden dadurch arhim. dass aine Zona 
hohar Temperatur durch den Korper hindurchgefuhn wird 
D.. Zone ^oher Temperatur wird erhalten durch Bestrahlung 
m,t Lichi emer Wellenl.nge. di. von dem porSsen Teil des 
Korpers absorbtert. von dem verdichteten Tail des Korpers 
jedoch nicht absorbiert wirdA< 3^K Die Vorrichxung weist 
vorzugswetse e.ne drehbare StrahJungsqueHe (2) auf die 
den 2u verdichienden Kbrper (6) umgibL 
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"Verfahren und Vorrichtung sua Verdichten eines vorgeforaten porOsea 
KOrpers aus einea Werkstoff , deasen Hauptbestandteil aus SiOj 
beateht . * 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zua 
Verdichten eines vorgeforaten porOsen Wrpera aus einea Werkstoff, 
dessen Hauptbestandteil aus SiOj besteht, zu einea Kfirper aus 
optisch klaren Clas, indea eine Zone hoher Teaperatur durch den KArper 

5 hindurchgeffthrt wird. 

Das Verdichten porftser Kdrper. die hauptsAchlich 
aus SiOj bestehen, dadurch dass diese KOrper in einea Of en erhitzt 
tierdenr ist allgeaein bekannt. 

Das Hauptproblea bei diesea Verfahren ist, zu veraeiden, 

10 dass in dea Glas Casblasen beia Verdichten eingeschloasen werden. Es 
wurde daher bereits vorgeschlagen, unter Verwendung eines Ringofens eine 
Erweichungs front durch den K6rper hindurchzuf fthren. Dabei ist eine 
Erhxttung des verdichteten Kfirpers durch Konvektion unveraeidlich 
(siehe beispielsveise die deutsche verftffentlichte Patentanaeldung DE- 

15 OS 32 40 355). Auch bei Anwendung dieses Verfahrens kOnnen nach dea 
Verdichten noch geringfflgige Gasblasen b«. Vakuuahohlriuae 
(Vakuole) vorhanden aein. Bei dieaea Verfahren wird desvegen capfohlen, 
dafftr ZU sorgen. dass die Gasblasen ait Heliua oder Vasserstoff 
geftkllt sind. Bei einer nachfolgenden VAraebehandlung kdonen diese 

20 Case aus dea Glas ausdiffundieren. Die Vakuole aftssen dabei durch eine 
Erhittungsbehandlung ausgetrieben verden. 

Bei diesea Verfahren besteht die Gefahx, dass das Glas zu 
lange bei hoher Teaperatur erhitzt wird, so dass Kristallisierung des 
Glases auftreten kann, wenn der Hauptbestandteil aus SiOj besteht. 

25 Die Erfindung hat nun zur Aufgabe, ein 

Verfahren zua Verdichten eines porOsen vorgeforaten Kfirpers aus 
•iaea Werkstoff, dessen Hauptbestandteil^ aus Si02 besteht, zu 
schaffen, wobei das gebildete klare Glas aicht wesentlich erhitzt wird. 
Dntez einea Werkstoff, dessen Hauptbestandteil aus SiOj 

30 besteht, wird in diesea Zusaaaenhang ein Werkstoff verstanden, der einen 
tJberschuss an SiOj und weiterhin Beiaischungen (Dotierungsaittel) in 
einer Menge aufweist, vie sie Qblich sind, ua den Br echungs index von 
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Quarzglaa ua einen Prozentsatz ru verringern bzw. zu erh6heii, trie es 
bei Verwendung dieser GUser in optischen Fasern flblich ist. 
Zugleich wird darunter ein WerJcstoff verstanden, der ausschliesslich aus 
SiOj bestehtr abgesehen von unveraeidlichen, zu vernachiAssigenden 
5 Verunzeinigungea. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelOst, dass die Verdichtung 
■it Infraiotstrahlung einer Wellenltage Xleiner als eine 
Welleniange. die von dea Jclaren Glas im wesentlichen absorbiert wird, 
durchgefflhxt wird, wobei die Strahlungsquelle und der porfise 

10 KOrper relativ zueinander bewegt werden und tfobei MitteX vorhanden 
sind, die auaschliessen, dasa der K6rper ia nicht •. 
vexdichteten Zustand und nach dea Verdichten dutch Konvektion und/ Oder 
durch Infrarotatrahlung ait einer WeHenl4nge, die von dea Uaren Glas 
absorbiert wird, erwArat wird, 

"'^ Bei dea erfindungsgeaisscn Verfahren wird die 

Eigenschaft ausgenutzt, dass Infraiotstrahlung mit einer ¥elleniange 
kleiner als die. welche von klarea Glas, dessen Hauptbestandteil aus 
SiOj besteht, ia wesentlichen absorbiert wird (kleiner als etwa 
3^ua) wchl in dea porflsen Kftrper an denr-nigen Stellen absorbiert 

20 wird, wo Reflextion Oder Streuung auftxitt. Dadurch wird es aflglich, 
den K6rper ait einer scharf definierten, fortbewegten Zone hoher 
Teaperatur zu verdichten, wenn die Strahlungsquelle und der porOse 
KArper relativ zueinander bewegt werden, Dabei erhalten die 
auszutreibcnden Case genflgend Gelegenheit zu entweichen, so dass eine 

25 theraische Hachbehandlung des verdichteten Mrpers nicht notwendig 
ist. Bei dea ertindungsgeaAssen Verfahren wird zugleich veraieden, 
dass das gebildete klare Glas auf eine Art und Veise erhitzt wird. die 
zu Kxistallisierung fflhren kflnnte. 

Die Mittel, die vemeiden, dass der Kftrper ia nicht 

30 verdichteten Zustand und nach Verdichtung durch Konvektion und/oder 
durch Infrarotstrahlung ait einer Wellenlinge. die von dea klaren Glas 
absorbiert wird (/l> 3^ua) erwirat wird, kdnnen beispielsweise aus 
einea Schira aus Quarzglas bestehen. der sich zwischen der 
Strahlungsquelle und dea zu vcrdichtenden Kfirper befindet. Bei einer 

35 bevorzugten Ausffthrungsfora des erf indungsgeaAssen Verfahrens wird 
die Verdichtung ait einer Strahlungsquelle durchgefflhrt, die den zu 
verdichtenden K6rper allseitig uagibt und in einea Raua zwischen einea 
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Innenrohx und einea Aussenrohr angeordnet iat, vobei das Znnetzohx aus 
Quarzglas besteht und das Aussenrohz gek&hlt vizd. 

OaduEch, dasa das lonenrohr aus Quarzglas besteht, wird 
Infrarotstrahlung einer WellenlAnge A > 3^ui, die gegebenenfalls von 
5 der Strahlungsquelle ausgestrahit vir, absotbiert. Eine 

Teapezatuzerh&hung des Quarzrohzes kann in diesem Fall daduzch 
veraieden vezden, dass ein Gas durch dea Raua evischen den Rohzen 
hinduzchgeftUirt vixd. Daduzch wixd tugleich Xonvektionsv&zme 
abr*fQhzt. Ein zusAtzIichez Elfekt wird noch daduzch exhalten, dass 
10 daa Aussenzohz fozciext gektlhlt vizd, beispielsweise ait Vassez. Das 
durch den Raua zwischen den Rohren hindurchgeffthrte Gas kann 
beispielsweise solcher Art sein, das es ait der Strahlungsquelle nicht 
cheaisch xeagiexea kann, beispiesweise Stickstoff , Reliua or Argon oder 
Geaische dieser Case. Venn die Strahlungsquelle keine Strahlung 
IS auBsendet ait einer VcllenlAnge ^> 3^ua, kann der Raua zvischen den 
zwei Rohren evakuiert vezden. Die Strahlungsquelle kann beispielsveise 
aus Kohlenstoff , Graphit, Zirkonoxid, MolybdAn, Volfraa und der- 
gleichen bestehen. Der Korpez der Strahlungsquelle kann induXtiv oder 
durch direkren Stroaduzchgang erhitzt vezden. 
20 Das ertindungsgea&sse Verfahren eignet sich 

insbesondere zua Verdichten porAser Kflrper, deren Aussenuariss die 
Fora eines DadrehungskOrpers hat. Die KOrper kOnnen beispielsveise 
aus hohlen oder aassiven 2y linden bestehen, aus denen bei Verdichtung 
Rohre bzw. aassiye StAbe entstehen. 
25 Beia Verdichten pozfisez X6zpez ait einea 

Aussenuariss, der die Foia eines Oadzehungskfirpers hat, vird 
vorzugsveise eine Strahlungsquelle in Fora eines Hohlzylinders 
verwendet, '^dez den zu verdichtenden Kdrper allseitig uagibt. 
Trotz einer sorgf&ltigen Zentrierung des pordsen 
30 Kdrpers innerhalb des zylinderf Araigen Strahlungskdrpezs stellt es 
sich in der Praxis heraus, dass eine ungleichaAssige Erhitzung des zu 
verdichtenden Kfirpexs aanchaal auftritt. Diese ungleichaAssige 
Erhitzung kann dazu fflhren, dass der verdichte KArper sich 
verzieht. Eine ungleichaAssige Erhitzung kann jedoch zu einea 
35 ttesentlichen Teil dadurch veraieden* verden, dass dez KArper vAhrend 
des Verdichtungsvorganges gedreht vird. Beia Verdichten kann die 
Zentrierung visuell flbervacht verden und zvax tit Bilf e eines 
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Spiegels, der in einea Winkel von 45» gegentoer der Achse des zu 
verdichtenden Wrpers fluchtend zur Achse ausserhaXb dex 
Erhitzungsrichtung angeordnet ist. Oaduxch, dass dex K6rper sich 
dreht, ist es jedoch schwer visuell er.ittelbar, wie eine etwaige 
5 Abweichung dex Zentriening des KOrpers korrigiert werden >U8S. 
Diese Schwierigkeit wird vermieden bei einer 
Ausftlhxungsfora der Exfindung, wobei eine Stxahlungsquelle in For» 
eines den zu verdichtenden poxdsen Mxper umgebenden Hohlzylindexs 
verwendet wixd, wobei dex Wrpex und dex Hohlzylinder derart zu 
10 einander angeordnet werden, dass die Achse des Hohlzylinder .it der 
Achse des Kdrpers zusamaenfailt. der Hohlzylinder xm seine Achse 
gedreht wird und der sich nicht drehende KOrper und der Hohlzylinder 
in einer Richtung parallel lu dieser Achse relativ zueinander bewegt 
werden. Bei dieser Ausffthrungsfor. des erfindungsgemdssen Verfahrens 
15 wird eine Vorrichtung verwendet. bei der die Strahlungsquelle in Fon 
eines Hohlzylinders mit Hilie einer HF-Spule indulctiv exhitzt wird. 

BeiB Verdichten kann die tentrierung des stillstehenden 
zu verdichtenden Mrpers auf einfache Veise kontrolliert und 
korxigiext werden. 

^® anderen Ausfflhrungsforaen der Erfindung, bei 

der Prftfung und Korrektur beia Sintern stark vereinfacht werden, wird 
der zu vexdichtende K6rper von einea Fdhrungsrohr aus Quarzglas 
uageben, in de. der Mrper auf tfunsch koaiial bewegt werden kann. Kit 
Hilfe dieses Ffthrungsrohrs wird der zu sinternde Rdrper in der Mitte 

25 der Strahlungsquelle in For. eines Hohlzylinders zentriert, Bei einer 
Ausftoningsfora werden der Innendur ch.es ser des Rohres und der 
Durchaes8er des zu sinternden Mrpers derart aufeinander abgestiamt, 
dass infolge der Reibung zwischen dea Ffthrungsrohr und dea zu 
sinternden KOrpex auf den K6rper eine Ungs der Achse gerichtete 

30 Kraft ausgeflbt wird bei einer relativen Bewegung des Kdrpers in 

einer Richtung, die der Richtung der Schwerkraft entgegengesetzt ist. 
Dabei bewegt sich also die Sinterfront durch den Kflrper hindurch in 
einer Richtung senkrecht zu und auf die Erdoberfllche gerichtet. Die 
axial gerichtete Kraft unterdrflckt die Neigung zur Krftuung bei. 

35 Sintern auf wirksaae Weise. Labei sind Korrekturen der Lage bei. Sintern 
aberflflssig geworden. Dies gilt auch wenn die Sinterfront aus 
irgendeinea Crund von der idealen Lage abweicht (senkrecht zur 
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Mittellinie des zu sinternden KOrpcrs). Ein xusAtzUcher strecJcender 
Effekt lasst sich noch dadurch erreichen, dass in dea Raua fiber dei 
zu sinternden Kftrper ein Gasdruck fiber 1 Bar vorgesehen wird. 
Hit dea erf indungsgeaissen Verfahren kftnnen 
5 insbesondere vorgeforate pordse Kdrper, die uit dea sogenannten Sol- 
Cel-Verfahren erhalten sind, zu kiaren GlasWrpern verdichtet werden. 
Bel dea SoX-Gel-Verfahren wird bekanntlich ein Alkoxysilan in 
alkoholischer Wsung durch Hinzufflgen von Vasser geliert. Das 
erhaltene Gel wird anschliessend getrocknet und dann verdichtet (siehe 
10 beipielsweise Elektronics Letters 10. Juni 1982, Heft I8i Mr. 12, Seiten 
499-500). 

Dex por6se KOrper kann aus dotiertea SiOj, 
beispielsveise aus GeOj -dotiertea Si02r bestehen. Wird eine 
Ootierung verwendet, die zu Absorption voa Strahlung bei einer 

15 WellealingeAo^ua fflhrt, so eapfiehlt es aichr zwischen der 

Strahlungsquelle und dea porOaen KOrper einen Strahlungsschira aus 
Ouariglas anzubringen, der dieselbe Dotierung wie der porOse Wrper 
aufwcist in einex nenge, die ausreicht, ua den ungewftnschten Teil des 
Spektruas aflglichst zu absorbieren. Auf diese Veise wird erreicht, 

20 dass aueh in diesea Fall das klaze dotierte Quazsglas, das bei der 

Verdichtung erhalten wird, keine oder nahezu keine Strahlung absorbiert. 

Eine Verringerung des Hydroxy Igruppengchalts kann bei dem 
erfindungsgeaassen Verfahren auf wirtschaftliche Weise dadurch bewirkt 
werden, dass die Verdichtung in einer strflaenden GasataosphAre 

25 exfolgt, die Chlor oder eine Chlorverbindung wie Thionylchlorid 
enthAlt. 

Selbstvezst&ndlich ist es adglich, das 
erfindungsgeaAsse Verfahren in aehzeren Schritten durchzuffthren, 
wobei der porOse KOrper in einea ersten Schritt nicht aaxiaal 

30 erdichtet und in einea letiten Schritt zu klarea, porenfreiea Glas 
verdichtet wird. Auf diese Weise wird auch ein Glas erhalten, dessen 
Hydroxylgruppengehalt in der Grdssenordnung von 0,01 ppa liegt, wenn 
das Ausgangsprodukt ait einea Verfahren erhalten worden ist, bei dea 
viel Vasserstoff , gegebenenfalls gebunden an SiOj vorhanden ist. 

35 An Hand der Zeichnung werden Ausffthningsforaen des 

erfindungsgeaAssen Verfahrens detailliert beschrieben. 

In der teichnung zeigt Fig. 1 in scheaatischer 
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Oarstellung einen Teil einer Vorrichtung sua Durchffthren einer 
Ausfflhxungsfozm des erfindungsgen&ssen Vexfahreas. 

Fig. 2 zeigt in scheBatischez Darstellung aine Festhalte* 
und Zentriervorrichtung. 
5 Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung einen Teil 

einez Vozzichtung zum Gebzauch in einez anderen AusftUizungsfozB eines 
ezfindungsgea&ssen Verfahrens. 

Die Vorzichtung weist ein Rohz 1 aus Quazzglas und eine 
zotierbare ringf6rmige Strahlungsquelle 2 aus Gzaphit auf . Die 
10 Strahlungsquelle 2 befindet sich in einea Raum, der durch das Rohz 1 aus 
Quazzglas und ein zweites Rohz 3, ebenfalls aus Qiuaxzglas, begrenzt ist. 

Die ringfOraige Strahlungsquelle 2 zuht in dez Pzaxis 
auf einez Untezstdtzung, die sich in dea Raua zwischen den Rohzen 1 
und 3 befindet (AbezsichtlichXcitshalbez in dez Figuz nicht 
15 dargestellt) und Iceine odez fast keine Enezgie aus dea elektzischen Feld 
aufniaot. Die Dnteratfltzung wird ua die Lingsachse gedreht (nicht 
dazgestellt) . Duzch den durch die Rohre 1 und 3 eingeschlossenen Raum 
wird Inextgas geffthzt. Daait wird beabsichtigt, einerseits das Robr 1 
zu Xuhlcu. Die Strahlungsquelle 2 wird induktiv duzch eine Spule 4 
20 ezhitzt, die sich in einea Raua zwischen dea Rohz 3 und V und einss Rchr 
5 befindet. Duzch den duzch die Rohze 3 und 5 uaschlossenen Raua Icann 
ein Kflhlaittel, beispielsweise deainezalisieztes Vassez, zua Kfthlen 
dez Rohrwand 3 hindurchgefflhrt warden. 01 ait einea ausreichend 
hohen elektxischen Vider stand (beispielsweise TransforaatorOl) kann 
25 ebenfalls als Kflhlaittel verwendet wezden. Ein pozOsez vorgef crater 
Kdzpez 6 aus SiOj wizd ait einer dezaztigen Geschwindigkeit in den 
von dea Quazzrohr 1 uaschlossenen Raua gebzachti dass sich eine 
deutlicha Sintezfzont 7 iafolge dez Stzahlung, die von dez 
Strahlungsquelle 2 hezzflhzt, bilden kann. Eine Erwiraung des 
30 vorgeforaten Kdrpers 6 oder des gesinterten Teils aus klarea Quarzglas 
6a durch Konvektion ist nicht adglich, weil Konvektionsw&rae flber 
den Gasstroa durch den Raua zwischen den Rohren 1 und 3 und das 
Kflhlaittel in dea Raua zwischen den Rohren 3 und 5 abgefflhzt wird. 
Der Teil Sa aus klarea Quazzglas kann auch nicht durch Stzahlung ait 
35 einer Welleniange A > 3 /«■ erhitzt werden, weil eine deraztige 

Stzahlung. falls sie von der Strahlungsquelle abgegeben wird, von dea 
Quarzrohz 1 absozbiezt wizd. 
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Bei der Durchfflhrung des Verfahrens (siehe auch Fig. 
• 2) wixd der pordse vorgef orate X6rper G sunichst ait einer 
End£l&che 21 veraehen, die senkzecht zur Achse des K&zpeza 6, 
beispielsweise in Form eines Bassiven, aus ene« getrockneten SiOj-Gel 
5 bestehenden Zylinders, steht. Gegen die Endtl&che 21 vixd ein Rohz 
22, beispielsweise aus Glas, gedzfkckt, das an dea der Endfl&che 21 
zugcwandten Ende ait einer porOsen Platte 23 versehen ist, die ait dem 
Rohr 22 stAndig vezbunden ist. Durch einen Stutsen 24 wird in dea Rohz 
22 ein Vakuua ezzeugt, das ausreicht, ua dez vorgeforate K&zper 6 an 
10 der pozdsen Platte 23 festzuhalten. Das Rohz 22 wild in der 

dargestellten Ausftlhzungsfora durch zwei Krme 25 und 26 festgehalten, 
die unabhdngig voneinander den festgehaltenen Teil des Kdrpers nach 
links und nach rechts in der teichenebene und nach vorne und nach hinten 
in der Zeichenebene bevegen k&nnen. Die beiden Arae 25 und 26 sind 
IS gekuppelt sofezn es Bevegungen nach oben und nach unten in dez 

Zeichenebene anbelangt (in der Zeichnung nicht dazgestellt) . Mit Bilfe 
der Arae 25 und 26 vird der pordse KOrper 6 in das Quarzrohz 1 
(Fi9. 1) gebracht, ua die Verdichtungs front 7 durch den Kdrper 6 zu 
bevegen. Durch einen Spiegel S wizd die Lags dea K&rpezs 6 und des 
20 vezdichteten Teils €a beia Verdichten ftberprftft. Hit ailfe dez Arae 
25 und 26 wixd diese Lage nAtigenfalls korrigiert. 

Anhand dez Fig. 3 wird eine weitere Ausffthrungsfoza 
beschrieben. Fig. 3 zeigt ia Schnitt und scheaatisch einen Teil einer 
Vorrichtung zua Sintem eines vozgeforaten porOsen Kdrpers. Gleiche 
25 Bezugszeichen haben dieselbe Bedeutung vie in den vorhergehenden Figuren 
1 und 2. In einea eng anliegenden Rohz 12 aus Quaxzglas, das 
gegentlber der zingfOzaigen Strahlungsquelle 2 ausgerichtet vezden 
kann, befindet sich der pozOse Kflzpez 6 aus Silikagel. Durch den 
RauB zwischen dea Quarzglasrohr 12 und dea Qua^zvlAStohr 1 wizd ein 
30 geeignetes Xflhlgas wie Beliua Oder troclcnez Stickstoff 

hindurchgefflhrt . Durch den Raua zwischen den Quazzglaszohzen 1 und 3 
wird ein geeignetes Schutzgas hindurchgeffihrt, das das Material der 
Strahlungsquelle 2 gegen Oxidation schfitzt, z.B. trockner Stickstoff. 
Durch den Raua zwischen den Quazzglaszohzen 3 und 5 wird zur Kfihlung 
35 Vasser hindurchgef Ahrt , ebenso wie durch das Xupferrohr 9a. Der Raua 
zwischen den Rohzen 1 und 12 wird ait biegsaaen Dichtungen 10 und 11 aus 
Silikonkautschuk abgedichtet. Ia Gebraucb wird durch die HF-Spule aus 
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nur einer Windung HF-Stxoa hindurchgeftthrt (Frequent 500 kHz) und die 
Strahlunqsquelle 2 lit einer Orehzahl von 200 0/Min. gedreht. Beim 
Sintern entsteht auch in dieser Auaftthrungsfora eine stabile scharfe 
Sintetfront 7, die jedoch nicht unbedinqterweise senkrecht zu der 
5 Mittellinie des zm sinternden Kfixpera 6 ateht. Dies beeintr4chtiqt 
jedoch nicht die Geradheit des gesinterten Teils aus klare* Quarzglas 
6A. Dies ist die Folge der Kraft, die notwendig ist ua die Reibung 
zwiachcn dea zu sinternden Kflrper 6 und dea Rohr 12 zu ftberwinden. 
Diese Kraft wird dadurch ausgeflbt, dasa der qesinterte Teil 6A aus der 

10 Vorrichtung gezogen wird und rvar in einer Richtung,. die der Richtung 
der Schwerkraft entgegengesetst ist. Die Tatsache, dass der gesinterte 
Teil 6A gerade bleibt, wird noch geffirdert, venn in dem Raua 13 ein 
Gasdruck toer dea atnophArischen Druck beibehalten wird (r.B. mit 
Stickstoff, Druck xwischen 1 und 2 bar). Es ist auch nftglich, die 

15 Dichtungen 10 und 11 starr ausrubilden und die Zentrierung des K6rpers 
€ gegenflber der Strahlungsquelle 2 dadurch zu betirken, dass die Lage 
der Strahlungsquelle 2 gegentlber der Mittellinie des Wrpers € 
geandert wird. Bei dieser Ldsung kdnnen por6se XArper ait 
eineo Durchaesser von so bis 100 im und ait sincr Lir.g- von 1 bis 2 n 

20 auf relativ einfache Weise zu einea Festkftrper, einea festen Rohr 
bzw. Stab verdichtet werden. 

Bei einer anderen Ausfflhrungstora der Erfindung wird 
der porOse Mrpcr 6 nicht relativ lu dea eng anliegenden Rohr 12 
bewegt. Bei dieser Ausfflhnangsf ora werden dex por6se Kdrper 6 und 

25 das Rohr 12 zusaaaen also ait gleicher Geschwindigkeit durch die 
Strahlungsquelle 2 hiadurch bewegt. Auch in diesea Falle wird 
wAhrend des Sinterns keine KxOaaung des gesinterten Kfirpers 
auttreten. Rohr 12 kann hierbei ein Rohr aus Quarzglas sein in dea der 
poxdse K6rper 6 durch Gelieren eines geeigneten Ausgangsmaterials 

30 hergestellt wordea ist. Bei den Ausfflhrungsforaen in der ein 
Fflhrungsrohr verwendet wird wird noch der zusAtzliche Vorteil 
erhalten dass auch wenn die Achse des porOsen Kflrpers nicht exakt 
zentriert worden ist innerhalb der ringtOraigcn Strahlungsquelle 2 
keine krfiaaung wAhrend des Sinterns auftreten wird nachdea die 

35 Sinter front 7 eine stabile Lage angenoaaen hat. 
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1. Vetfahxen rua Verdichten eines vorgeforaten porftsen 
Mrpers aus einea Werkstoff , dessen Hauptbestandteil aus SiOj 
besteht, zu einen Kflrpcr aus optisch Uaxea Glas, indea eine Zone 
hoher Teapexatur duxch den Kfixpei hindurchgeffthit ¥ixd,. daduich 

5 gekennzeichnet, dass die Vexdichtung ait IR-Stxahlung einex 

WeXlenUnge kleiner als eine Welleniange. die von dea Xlaien Glas ia 
wesentlichen absoibieit tfixd, duxchgefflhit wixd, wobei die 
Stxahlungsquelle und dex poxfise Mxpex xelativ tueinander bewegt 
wexden und «obei Mittel voxgesehen sind, die vexaeiden, dass dex 
10 Kdxpex ia nicht vexdichteten Zustand odex nach dea Vexdichten duxch 
Konvektion und/odex duxch IR-Stxahlung ait einex Wellenltoge, die von 
dea klaxen Glas absoxbiext wixd, erwAxat wixd. 

2. Verfahren nach Anspruch i, daduxch gckeanseichntet , diss 
dex poxfiae Mipei zonenweise ait einex Strahlung ait einex 

15 Wclleniange von wenigei als etwa 3 ^ua bestxahlt wixd. 

3. Vexfahxen nach Anspxuch 1, daduxch gekennzeichnet, dass 
die veidichtung duichgeffthxt wild, vthzend sich zvischen dea zu 
veidichtenden Kftxpex und dex Stxahlungsquelle ein Schixa aus Quaxzglas 
bef indet. 

20 4- Vexfahren nach Anspxuch 3, daduxch gekennxeichnet, dass 

die Veidichtung ait einex Stxahlungsquelle duxchgefflhrt wixd, die sich 
in einea Raua bef indet, duxch den ein Ineitgas hinduichgeffthxt vixd 
odex dex evakuiext ist. 

5. Vexfahxen nach Anspxuch A, daduxch gekennzeichnet, dass 

25 die von dea zm vexdichtenden Mxpex abgewandte Wand des Rauaes, in dea 
sich die Stxahlungsquelle befindet, foxciext gektolt wird. 

6. Verfahren nach Anspxuch 1, daduxch gekennzeichnet , dass 
dex poxfise K6xpex beia Vexdichten ua eine Achse senkxecht zu dex 
Zone hohex Teapeiatux gedxeht wird. 

30 7. Vexfahxen nach Anspxuch 1, daduxch gekennzeichnet, dass 

dex poxdse KOxpex untex Anwendung einex Stxahlungsquelle in Foia 
eines den zu vexdichtenden Kdxpex uagebenden Hohlzylindeis verdichtet 
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wild, wobei der Kdrpex und der Hohlzylinder derart zueinander 
anqeordnet werdea, dass die Achse des Hohlzylinders ait der Xchse des 
KAzpexs zusaaaenf&llt, der Hohlzylinder qb seine Achse gedreht vird 
und der sich nicht dzehende Kdrper und der Bohlzylinder gegeneinander 
5 in einer Richtung parallel zu dieser Achse bewegt Herden. 

8. Vorrichtung zub Vezdichten porfiser , la vesentlichen 

dus Si02 bestehender, cylinder ffirHlger KArper ait Hitteln, ua eine 
lone hohez Teaperatur durcb den KOxper hinduzchzufdhren, dadurch 
gekennzeichnet, dass diese Mittel bestehen aus einea StrahlungskOrper 

10 in Fora eines Hohlzylinder, dessen Achse ait der Achse des porAsen 
R6rpers zusaaaenf Allt, aus Nitteln, ua den Strahlungskfirper 
induktiv zu erhitzen, aus Nitteln, ua den Stx&hlungskOzper ua diese 
Achse zu drehen und aus Mitteln, ua den Strahlungsk&rper und den 
K&rper relativ zueinander zu bewegen. 

15 9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gelcennzeichnet , dass 

der zu verdicbtende Kdrper sich in einea FtUirungsrohr aus Quarzglaa 
befiadet; in dea der KSrper koaxial bevegt verden kann und das 
innerhalb des Schiras aus Quarzglas in der Mitte des zylinderxursigen 
Strahlungskdrpers angeordnet ist, wobei die Sinterfront derart durch 

20 den KOrpex hindurch bewegt wird, dass die Bewegungsrichtung zu der 
Erdoberll&che gerichtet ist. 

10. Vertahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , dass 

in dea freien Raua flber dea zu sinternden Kdrper ein Druck ftber 1 
bar vozgesehen vird. 
25 11. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Strahlungskdrper aus einea Bohlzylinder aus Rohlenstoff besteht. 
12. Vorrichtung nach Anspruch 8, daduich gekennzeichnet, dass 

die Vorrichtung ait einer den Strahlungskfirper uagebenden HF-5pule 
versehen ist. 

30 13. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 

der za verdichtende Kdrper sich in einea FtOirungsrohx aus Quarzglas 
bef indet ait dea der Kftrper zusaaaen bewegt wird und dass innerhalb 
des Schiras aus Quarzglas in der Nitte des zylindexfdraigen 
Strahlungsk6rpers angeordnet ist, wobei die Sinterfront durch den 

35 Kdrper hindurchbewegt wird. 
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FR-A-2 339 148 (COMPAGNIE 
GENERALE D' ELECTRIC I TE) 

* Figur 2; Seite 3, Zeilen 6-37 * 

US-A-4 126 436 (BAILEY) 

* Figur 3; Spalten 2,3 * 

FR-A-2 386 004 (COMPAGNIE 
GENERALE D'ELECTRICITE) 

* Inagesamt * 
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